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(54) Vorrichtung zur Herstellung einer Slebdruckschablone 

(57) Eine Vorrichtung zur Herstellung einer Sleb- 
druckschablone weist eine Lichtquelle (1) zur Aussend- 
ung eines L'chtbundels (3) auf, dessen Fokus im Bereich 
einer auf einem Schablonensieb (19) vorhandenen lich- 
tempfindlichen Schicht liegt. Ferner ist eine Einrichtung 
zur Erzeugung einer Relativbewegung zwischen dem 
UchtbQndel (3) und dem Schablonensieb (19) 
vorhanden, wobei das LichtbOndel (3) in Ubereinstim- 
mung mit einem gewOnschten SchaWonenmuster auf 
die lichtempfindliche Schicht auftrrfft. Das UchtbQndel 
(3) ist wenigstens in einem Abschnitt linear polarisiert, 
wobei in diesem Abschnitt ein elektrooptischer Modula- 
tor (8) zur Drehung der Schwingungsebene des Lich- 
tbundels (3) angeordnet ist. Im Lichtweg hirrter dem 
elektrooptischen Modulator (8) befindet sich ein Ana- 
lysator (9), wobei der elektrooptische Modulator (8) die 
Schwingungsebene des Lichtbundels (3) in Uberein- 
stimmung mit empfangenen Schablonenmusterdaten 
dreht. Durch die genannte Vorrichtung wind erreicht, da 3 
das LichtbOndel (3) sehr schnell ein- und ausgeschaftet 
werden kann, was zu duBerst scharfen Kanten der Mus- 
terstruktur fohrt. 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrrfft eine Vorrichtung zur Herstellung einer Siebdruckschablone gemaB dem Oberbegriff des Pat- 
entanspruchs 1. 

Eine derartige Vorrichtung ist allgemein bekannt und weist eine Lichtquelle zur Aussendung eines LichtbOndels auf, 
dessen Fokus im Bereich einer auf einem Schablonensieb vorhandenen lichtempfindlichen Schicht liegt Ferner ist eine 
Einrichtung zur Erzeugung einer Relativbewegung zwischen LichtbQndel und Schablonensieb vorhanden, wobei das 
Lichtbundel in Obereinstimmung mit einem gewQnschten Schablonenmuster auf die lichtempfindliche Schicht auftrrfft. 

Derartige Siebdruckschablonen werden z.B. zum Bedrucken textiler Substrate verwendet. 

Es ist in den letzten 10 Jahren Oblich geworden, anstelle der frOher gebrauchlichen GroBfilmtechnik ein Musterbild, 
z.B. durch entsprechend angesteuerte Laser in geeigneter Weise auf die Druckfbrm zu Obertragen. Zum Beispiel kann 
eine metallische, gelochte HQIse mit Kunstharz Oberzogen werden und dieses an den Stellen mit Laserstrahlung abge- 
tragen werden, an welchen die Schablone fOr Druckfarbstoff durchiassig werden soil. Hierzu wird Qblicherweise eine 
langwellige Laserstrahlung von elwa 1 0,6 \im Wellenlange verwendet und ein CO^Laser. welcher eine solche Strahlung 
emittiert, wird synchron zu den Erfordernissen des Musterbildes elektrisch angeregt. 

Auch der umgekehrte Fall wurde vorgeschlagen, bei welchem eine nur vorgetrocknete aber noch nicht polymeris- 
ierte (also vernetzte) Lackschicht durch Einwirkung von Laserstrahlung vernetzt wird. Zur Vernetzung ist es im allge- 
meinen erforderlich, eine kurzwellige Strahlung zu verwenden, die vorzugsweise im nahen UV-Bereich liegt. Es ist heute 
mOglich, bis zu einer Wellenlange von etwa 555 nm Polymerisationswirkungen in Kunstharzen zu erreichen, wobei dann 
allerdings Photosensibilisatoren den Harzen beigemischt werden mussen. 

Beim Ein- und Ausschalten eines zur Musterbilderzeugung verwendeten Lasers besteht jedoch die Gefehr einer 
unzureichenden Scharfe im Bereich der Musterkanten, die durch instabiles Verhalten des Lasers zu den genannten 
Zeitpunkten verursacht wird. Sind die Ein- und Ausschaltflanken nicht steil genug oder verzerrt, werden gestdrte Mus- 
terbilder erharten. 

Es ist daher bereits vorgeschlagen worden, einem Laserstrahl durch einen akustooptischen Modulator ein Signal 
aufzupragen und dadurch diesen Strahl ein- und auszuscharten. Hierbei wird durch hochfrequente Schartwellen ein 
mechanisches Schwingungsfeld im strahlungsdurchiassigen Fenster des Modulators erzeugt Die fur dieses Feld typis- 
chen eng benachbarten Spannungszonen unterscheiden sich geringfOgig in ihrer Brechzahl, wodurch der Laserstrahl 
gebeugt und so aus seiner ursprOnglichen Strahl richtung abgelenkt wird. Er trrfft dann unter dieser Ablenkrichtung auf 
die Siebdruckschablone auf. Der genannte Schaltvorgang erfolgt allerdings nur unter Inkaufnahme einer relativflachen 
Schaltflanke, weil die Schallwellenfront des Modulatorfensters dieses mit der dem Fenster zugeordneten Schallge- 
schwindigkeit zuerst vollstandig durchsetzen muB. Wahrend dieser Durchlaufzeit wachst die Zahl der Spannungszonen 
und eine vollstandige AWenkung des Strahls ist dann gegeben, wenn der gesamte Strahkjuerschnrtt durch Spannung- 
szonen ausgefullt ist Wahrend dieser Zeit steigt bzw. f ailt also das optische Signal von seinem Anfangswert auf seinen 
Endwert. 

Auch ist bei dieser Technik von Nachteil, daS das optische Signal mit der doppelten Frequenz der Ultraschallwelle 
amplitudenmoduliert bleibt. Aus diesem Grunde werden ca. 70 % der Energie der optischen Strahlung im zeitlichen 
Mittel gebeugt, wahrend 30 % der Strahlenergie weiterhin in Richtung des ungebeugten Strahls nullter Ordnung abgest- 
rahlt wird. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die Vorrichtung der eingangs genannten Art so weiterzubilden, daB sich 
mit ihr noch scharfere Schablonenmuster herstellen lassea 

Die LOsung der gestellten Aufgabe ist im kennzeichnenden Teil des Patentanspruchs 1 angegeben. Vorteilhafte 
Ausgestaltungen der Erfindung sind den UnteransprQchen zu entnehmen. 

Eine Vorrichtung nach der Erfindung zeichnet sich dadurch aus, daB das LichtbQndel wenigstens in einem Abschnitt 
linear polarisiert ist, in diesem Abschnitt ein elektrooptischer Modulator zur Drehung der Schwingungsebene des Lich- 
tbOndels angeordnet ist, im Lichtweg hinter dem elektrooptischen Modulator ein Analysator liegt und der elektrooptische 
Modulator die Schwingungsebene des LichtbOndels in Obereinstimmung mit empfangenen Schablonenmusterdaten 
dreht. 

Die Schablonenmusterdaten dienen mit anderen Worten zur Ansteuerung des elektrooptischen Modulators. Liegen 
Schablonenmusterdaten vor, die sich auf einen Bereich beziehen, der spater for die Druckfarbe durchiassig sein soil, 
wird bei einer einfachen Harzschicht die Schwingungsebene des LichtbOndels durch den elektrooptischen Modulator 
so gedreht, daB das Lichtbundel den nachfolgenden Analysator passieren kann. Die Harzschicht wird som'rt durch das 
fokussierte Lichtbundel in diesem Bereich abgetragen. Bei einer zu polymerisierenden Lackschicht wird fOr denselben 
Bereich bzw. dieselben Musterdaten die Schwingungsebene des LichtbOndels durch den elektrooptischen Modulator 
so gedreht, daB der nachfolgende Analysator das LichtbOnde! unterbricht. Dieser Bereich wird somit nicht vernetzt und 
kann spater durch geeignete EntwicWung der Schicht abgetragen werden. Dagegen gelten fur diejenigen Bereiche der 
Siebdruckschablone, die spater fOr die Druckfarbe undurchlftssig sein sollen, die entgegengesetzten Verhaitnisse. 

Es hat sich gezeigt, daB durch die Kombination der obigen MaBnahmen Schablonenmuster mit scharfer Kanten- 
struktur bzw. sehr genauen Gravurkanten entstehen. auch wenn Oberf lachengeschwindigkeiten von rotierenden Met- 
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allsieben gewahlt werden, die im Bereich a 2 m/sec, maximal bet 12 bis 13 m/sec. liegen. So wird einerseits durch das 
innerhalb eines Musterbereichs kontinuierlich eingeschaltete LichtbQndel eine einwandfreie Energiestabilisierung 
erzielt, so daB beim Abschalten des LichtbQndels am Rand der Musterstruktur die Energie immer von ihrem maximalen 
Wert abfailt, was zu einem abrupten EnergieObergang und damit zu einer scharfen Karrtenstruktur fohrt DarOber hinaus 
sorgen die Abschaltzehen, die infolge des elektrooptischen Modulators im Bereich von ns liegen kOnnen, andererseits 
fur einen aufierst raschen Abfall der Energie des LichtbQndels, wodurch sich auch bei hohen Rotationsgeschwindigkeiten 
keine sich nachteilig auswirkenden Strukturverwischungen ergeben kOnnen. 

Nach einer vorteilhaften Ausgestaltung der vorliegenden Erfindung befindet sich im linear polarisierten Abschnitt 
des LichtbQndels vor dem elektrooptischen Modulator ein Polarisator, dem eine Baueinheit folgt, die gegenQber dem 
Polarisator die Schwingungsebene des LichtbQndels urn 45 ° dreht. Entgegen der Ausbreitungsrichtung des LichtbQn- 
dels verlaufende Strahlung, z.B. erzeugt durch Reflexion am Metallsieb der SchaWone, kann somit nicht mehr zur Lich- 
tquelle gelangen und diese nachteilig beeinflussen, da diese ruckreflektierte Strahlung jetzt aus dem Strahlengang 
herausgetoppelt wird und z.B. in einen Strahlfdnger gelangt. Die genannte Baueinheit kann z.B. ein Faraday-Rotator 
sein, dessen Aufbau allgemein bekannt ist und zur Drehung der Schwingungsebene des LichtbQndels von einem Mag- 
netfekJ Gebrauch macht 

Andererseits kann der elektrooptische Modulator eine Pockels-Zelle oder eine Kerr-Zelle sein und durch geeignete 
Hochspannung angesteuert werden, die zur Drehung der Schwingungsebene des LichtbQndels in Abhangigkeit der 
bereits genannten Musterdaten angelegt wird. 

Als sehr vorteilhaft hat sich herausgestellt. den Analysator im Falle der Lichtsperrung des LichtbQndels auf eine 
LeistungsmeBzelle herauszukoppeln, wobei die fur den Lichtdurchtritt erforderliche und vom elektrooptischen Modulator 
vorgenommene Drehung der Schwingungsebene des LichtbQndels in Abhangigkeit eines Ausgangssignals der Leis- 
tungsmeBzelle nachgestellt wird. Wahrend der Unterbrechung des UchtbOndels wird also die Intensitat der Uchtquelle 
gemessen, urn im Falle einer Intensitatsanderung fQr den nachfolgenden EinschaltzyWus des LichtbQndels die Schwin- 
gungsebene des Lichtbundels durch den elektrooptischen Modulator so zu verandern, daft das eingeschaltete Lich- 
tbQndel Qber den gesamten Gravurvorgang immer eine konstante Intensitat aufweist. Urn genugend Spielraum zu 
hOheren und niedrigeren Intensitaten zu haben, wird die an den elektrooptischen Modulator angelegte Hochspannung 
so voreingestellt. daB die Schwingungsebene des LichtbQndels im DurchlaBfall sich nicht vollstandig mit der Durch- 
laBrichtung des Analysators deckt. 

Polarisator und Analysator kOnnen z.B. durch Doppelprismen gebildet sein. Nach einer anderen Ausgestaltung der 
Erfindung kommt als Uchtquelle ein ein linear polarisiertes LichtbQndel aussendender Laser zum Einsatz. Diser kann 
vorzugsweise ein diodengepumpter Nd-Yag-Laser sein, wenn es sich z.B. urn zu polymerisierende Lackschichten aut 
dem Schablonensieb handelt 

Die Erfindung wird nachfolgend unter Bezugnahme auf die Zeichnung naher beschrieben. Es zeigen: 

Fig. 1 eine schematische Gesarntansicht einer Laser-Gravurvorrichtung, und 
Fig. 2 den genaueren Aufbau des in Fig. 1 verwendeten Lasers. 

Der Aufbau der erfindungsgemaBen Vomchtung ist in Fig. 1 schematisch dargestellt Sie enthalt einen Laser 1 , der 
durch ein Austrittsfenster 2 hindurch einen linear polarisierten Laserstrahl 3 emittiert. Die Welleniange des Laserstrahls 
3 kann im Bereich von 500 von 540 nm liegen. Beispielsweise kann als Laser 1 ein Argon-lonenlaser zum Einsatz 
kommen, dessen Strahlung eine Welleniange von 51 4 nm aufweist. Es kann aber auch ein Yag-Neodym-Laser verwen- 
det werden mit einer Strahlungswelleniange im Ausgangsbereich von 1 0.6 \im t die dann auf 532 nm herabgesetzt werden 
kann. 

Ein erster Polarisator 4, der aus zwei Nicolschen Prismen besteht, laBt den Laserstrahl 3 mit nahezu gar keinen 
Verlusten hindurchtreten, da die DurchlaGrichtung des Polarisator 4 mit der Polarisationsrichtung des Laserstrahls 3 
Qbereinstimmt. Ein in Strahlrichtung hinter dem Polarisator 4 angeordneter Faraday-Rotator 5 dreht nun die Polarisa- 
tionsrichtung des Laserstrahls 4 urn 45 ° urn dessen Langsachse. Entgegen der Ausbreitungsrichtung des Laserstrahls 
3 und z.B. durch Reflexion erzeugte Strahlung gelangt erneut in den Faraday-Rotator 5, so daB dort deren Polarisation- 
sebene wiederum urn 45 ° gedreht wird, was dazu f Qhrt, daB jetzt die Polarisationsebene der ref lektierten Strahlung urn 
90 ° reiativ zur DurchlaBrichtung des Polarisators 4 verdreht ist und durch diesen aus dem Strahlengang ausgekoppelt 
wird, urn in einem Strahlfanger 6 absorbiert zu werden. Auf diese Weise wird das Betriebsverhalten des Lasers 1 sta- 
bilisiert, da in ihn keine reflektierte Strahlung mehr hineingekoppelt werden kann. 

Hinter dem Faraday-Rotator 6 kann im Strahlengang des Laserstrahls 3 ein Shutter 7 liegen, der in Not- oder Sonder- 
failen den Laserstrahl 3 unterbricht. 

AnschlieBend ist im Strahlengang des Laserstrahls 3 ein elektrooptischer Modulator (EOM) 8 angeordnet Dieser 
elektrooptische Modulator 8 kann z.B. eine Kerr-Zelle oder eine Pockels-Zelle sein. Je nach Spannungsbeaufschlagung 
wird durch ihn die Lage der Polarisationsebene des Laserstrahls 3 urn weitere 90 ° gedreht oder nicht gedreht. Dem 
elektrooptischen Modulators 8 folgt im Strahlengang des Laserstrahls 3 ein Analysator 9, der ebenfalls aus zwei Nicols- 
chen Prismen aufgebaut ist Der Analysator 9 hat die Aufgabe, den Laserstrahl 3. wenn dieser nicht aufeine Siebdruck- 



1 



EP 0 692 741 A1 

schablone fallen soil unci daher vom elektrooptischen Modulator 8 um 90 0 gedreht wurde, aus dem Strahlengang 
auszukoppeln. Soil dagegen der Laserstrahl 3 auf die Siebdruckschablone auftreffen, wurde dessen Polarisationsebene 
durch den elektrooptischen Modulator 8 nicht gedreht so daB jetzt der Laserstrahl 3 den Analysator 9 durchlauf en kann. 
FQr den Fall der Auskopplung des Laserstrahls 3 durch den Analysator 9 trifft der Laserstrahl 3 auf eine Leistungs- 

5 meBzelle 10, die zu diesen Zeiten die effektive Strahlleistung ermittelt. Zu diesem Zweck befindet sich im Innern der 
LeistungsmeBzelle 10 eine MeBdiode 11. Diese MeBdiode 11 ist mit einem PID-Regler 12 verbunden. der seinerseits 
von der gemessenen Strahlleistung abhflngige Ausgangssignale zu einem Hochspannungsgenerator 13 liefert. welcher 
die erforderliche Hochspannung zwecks Drehung der Polarisationsebene des Laserstrahls 3 zum elektrooptischen Mod- 
ulator 8 gibt. Durch den PID-Regler 1 2 wird fur den nachfolgenden DurchlaBzustand des Analysators 9 eine Feinregelung 

10 der fOr den elektrooptischen Modulator 8 vorgesehenen Hochspannung zur Strahlungsleistungseinstellung durchge- 
fuhrt. deren Aufgabe es ist, durch entsprechende ROckdrehung der Polarisationsebene des Laserstrahls 3 den Maxi- 
malwert der Strahlungsleistung auf einen konstanten Betrag einzustellen. 

Wird die Polarisationsrichtung des Laserstrahls 3 im elektrooptischen Modulator 8 nicht Oder nur wenig gedreht, 
kann der Laserstrahl 3 mit geringfQgigen Verlusten den Analysator 9 passieren. Jetzt wird der Laserstrahl 3 flber Umlenk- 

75 spiegel 14, 15 und 16 zu einer Optik 17 geleitet, die in Richtung der Zentralachse 18 der Siebdruckschablone 19 auf 
einem Schlitten 20 bewegbar ist. Der Schlitten 20 wird uber eine Spindel 21 verschoben, wobei die Spindel 21 mittels 
eines Gleichstrommotors (Schrittmotors) 22 gedreht wird. Die Spindel 21 ist uber Halterungen 23, 24 an einem 
Maschinenbett 25 befestigt Die Optik 1 7 besteht im wesentlichen aus einem Strahlaufweiter 26 und einer Fokussierlinse 
27. Die Strahlaufweitung ist vorgesehen, um nach der Fokussierung des Laserstrahls 3 auf den Mantel der Siebdruck- 

po schablone 19 durch die Fokussierlinse 13 einen mOglichst kleinen Fokusdurchmesser zu erhalten. 

Die Siebdruckschablone 19 ist drehbar auf dem Maschinenbett 25 einer Gravurmaschine gelagert und wird von 
einem Spanrrf utter 28 linksseitig gehatten und auf der rechten Serte von einem StOtzkegel 29 getragen. Der StQtzkegel 
29 ist in einem Rertstock 30 ebenfalls drehbar gelagert. Dabei kann der Reitstock 30 in Langsrichtung der Zentralachse 
18 auf dem Maschinenbett 25 verschoben werden, um dessen Position an urrterschiedliche Lflngen der Siebdruckscha- 

25 blone 19 anpassen zu kCnnen. Clber das Spannf utter 28 wird der Siebdruckschablone 1 9 eine gleichfOrmige Rotations- 
bewegung erteilt, wobei das Spannfutter 28 in einem Spindelstock 31 gelagert ist. Ein Encoder 32 auf der Welle des 
Spannfutters 28 meldet einem zentralen Steuerungsrechner 33 die jeweilige Drehlage der Siebdruckschablone 19 uber 
eine Leitung 43. Ein we'rterer Encoder im Inneren des Gleichstrommotors 22 meldet die L&ngspos'rtion des Schlrttens 
22 mit der darauf befindiichen Optik 17 uber eine wertere Leitung 35 ebenfalls zum zentralen Steuerungsrechner 33. 

30 Unter Verwendung dieser Eingangsinformationen und auf gr und der in einem elektronischen Speicher 36 abges- 
peicherten Musterinformation ist der zentrale Steuerungsrechner 33 in der Lage, die notwendige Strahlsteuerungsin- 
formation (= fmpulszOge) uber eine Steuersignalleitung 37 an eine Einzelimpulslogik 38 abzugeben. Diese 
Einzelimpulsfogik 38 gibt dann Einzelimpulse mehr oder weniger groBer Lflnge uber eine Signallertung 39 zum bereits 
erwflhnten Hochspannungsgenerator 13. Die Einzelimpulse tragen das Bezugszeichen 40 und bilden ein Gravursignal. 

35 Der Hochspannungsgenerator 13 gibt dabei seine Hochspannung nur dann an den elektrooptischen Modulator 8 ab, 
wenn er uber die Signalleitung 39 entsprechende Gravursignale 40 empfSngt. Diese Hochspannung wird, wie bereits 
erwdhnt, durch Einstellsignale vom PID-Regler 12 beeirrfluBt, die zum Hochspannungsgenerator 13 uber Signalleitun- 
gen 41 gelangen. Diese zuletzt genannten Einstellsignale verfindern die vom Hochspannungsgenerator 13 an den ele- 
ktrooptischen Modulator 8 abgegebene Hochspannung nur geringfOgig, und zwar nur in jenem AusmaB, wie dies fOr 

40 die Aufrechterhaltung einer konstanten optischen Strahlleistung des Laserstrahls 3 notwendig ist. Es sei darauf hingew- 
iesen, da (3 die Einsteliung der Strahlleistung nur fOr die Zeiten erfolgt, in denen der Laserstrahl 3 durch den Analysator 
9 hindurchgeht. Wahrend dieser DurchlaBzeiten, in denen der Laserstrahl 3 zur Siebdruckschablone gelangt, erfolgt 
keine Strahlleistungsmessung. Zu diesen Zeiten sinkt der Wert der Strahlleistung im Bereich der LeistungsmeBzelle 10 
unterhalb eines vorbestimmten Pegels, so daB der PID-Regler 12 deaktiviert wird. 

45 Die Fig. 2 zeigt den genaueren Aufbau des Lasers 1, der in diesem Fall ein diodengepumpter NdOfeg-Laser ist. 
Eine Halblerterlaserdiode 42 emittiert Strahlung mit einer Welleniange von 700 bis 800 nm. Diese tritt durch den fOr 
Strahlung dieser Wellenldnge durchiassigen Endspiegel 43 in das Innere des Resonators. In diesem befindet sich der 
Nd-Yag-Stab (Glas oder Kristall) 44, der zum Lasern angeregt wird. Die Laserstrahlung tritt aus der rechten Endflflche 
dieses Stabes 44 unter dem typischen Brechungswinkel aus und durchlauft eine Brewsterplatte 45. Letztere stellt sicher, 

so daB nur linear polarisierte Strahlung im Laser entsteht. Vom rechten und fur Strahlung von 532 nm teildurchiassigen 
Endspiegel 46 (Austrittsfenster 2 in Figur 1) wird die 1065 nm Laserstrahlung, die vom Stab 44 imitiert wird, reflektiert 
und durchlauft einen NLO-Kristall 47 (NLO = Nichtlineare Optik), der einen Prozentsatz der 1 065 nm Strahlung in 532 
nm Strahlung zufolge nichtlinearer optischer Effekte umsetzt. Sowohl die Strahlung mit 532 nm als auch jene mit 1065 
nm werden dann vom linken Endspiegel 33 des Resonators wieder reflektiert und der beschriebene Zyklus beginnt von 

55 neuem. Bei dem rechten Endfenster 46 wird kontinuierlich Strahlung mit 532 nm Welleniange ausgekoppelt. Durch die 
Anordnung des NLO-Kristalls 47 innerhalb des Resonators liegt der Kristall immer in einem Bereich hoher Strahlenergie 
und arbeitet mit gutem Wirkungsgrad. 
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PatentansprQche 

1 . Vorrichtung zur Herstellung einer Siebdruckschablone, mit einer Lichtquelle (1) zur Aussendung eines LichtbOndels 
(3), dessen Fokus im Bereich einer auf einem Schablonensieb (19) vorhandenen lichtempfindlichen Schicht fiegt. 
und mrt einer Einrichtung zur Erzeugung einer Relativbewegung zwischen LichtbQndel (3) und Schablonensieb (19), 
wobei das LichtbQndel (3) in Obereinstimmung mit einem gewQnschten Schablonenmuster auf die lichtempf indliche 
Schicht auftrifft, 

dadurch gekennzeichnet, daB 

das LichtbOndel (3) wenigstens in einem Abschnitt linear polarisiert ist 

in diesem Abschnitt ein elektrooptischer Modulator (8) zur Drehung der Schwingungsebene des LichtbOndels 
(3) angeordnet ist, 

im Lichtweg hinter dem elektrooptischen Modulator (8) ein Analysator (9) liegt, und 
- der elektrooptische Modulator (8) die Schwingungsebene des LichtbOndels (3) in Obereinstimmung mit emp- 
fangenen Schablonenmusterdaten dreht. 

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB im linear polarisierten Abschnitt des LichtbOndels 
(3) vor dem elektrooptischen Modulator (8) ein Polarisator (4) liegt, dem eine Baueinhe'rt (5) folgt. die gegenOber 
dem Polarisator (4) die Schwingungsebene des LichtbOndels (3) urn 45 ° dreht. 

3. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daB die Baueinheit (5) ein Faraday-Rotator Ist. 

4. Vorrichtung nach Anspruch 1 ,2 oder 3. dadurch gekennzeichnet daB der elektrooptische Modulator (8) eine Pock- 
els-Zelle oder eine Kerr-Zelle ist. 

5. Vorrichtung nach einem der AnsprOche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet daB der Analysator (9) im Falle der 
Lichtsperrung das LichtbOndel (3) auf eine LeistungsmeBzelle (10) koppelt, und daB die fOr den Lichtdurchtritt 
erforderliche und vom elektrooptischen Modulator (8) vorgenommene Drehung der Schwingungsebene des Lich- 
tbOndels (3) in Abhangigkeit eines Ausgangssignals der LeistungsmeBzelle (10) nachgestellt wild. 

6. Vorrichtung nach einem der AnsprOche 2 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daB der Polarisator (4) von der Baue- 
inheit (5) kommende Strahlung in einen Leistungsf anger (6) koppelt. 

7. Vorrichtung nach Anspruch 5 oder 6, dadurch gekennzeichnet, daB der Polarisator (4) und der Analysator (9) 
durch Doppelprismen gebildet sind. 

8. Vorrichtung nach einem der AnsprOche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet daB die Lichtquelle (1) ein ein linear 
polarisiertes LichtbOndel (3) aussendender Laser ist 

9. Vorrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daB der Laser (1) ein diodengepumpter Nd-Yag-Laser ist. 
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